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电子化学品标准化现状及展望

全灿∗

(中国计量科学研究院ꎬ北京　 １０００２９)

摘要:电子化学品是半导体、显示面板、光伏等电子工业的核心配套材料ꎬ被誉为芯片产业的“生长激素”ꎬ广泛应用于晶

圆清洗、蚀刻、光刻、沉积等关键制程ꎮ 电子化学品主要包括超净高纯试剂、光刻胶配套溶剂、特种气体等卡脖子材料ꎬ其
纯度和杂质含量直接影响芯片产品性能ꎮ 我国高度重视电子化学品的国产化生产ꎬ标准化是支撑我国半导体产业自主

发展的关键技术支撑ꎮ 首次系统分析了多晶硅、智能手机柔性电子材料等电子化学品在芯片制作过程中的应用及市场

布局ꎻ研究了国际半导体产业协会(ＳＥＭＩ)代表性电子级溶剂、酸、碱以及电子特气等代表性电子化学品的标准化概况以

及我国电子化学品领域的相关政策以及标准化现状ꎻ总结了我国电子级溶剂纯度和痕量杂质领域相关标准物质研制及

其量值溯源技术研究概况ꎬ包括系列高纯溶剂标准物质、高纯硅标准物质和超高纯氦气纯度标准物质等为构建自主可

控的半导体材料供应链提供了关键技术支撑ꎮ 研究成果对推进电子化学品国产化进程、保障我国半导体产业安全、服
务国家高质量发展战略具有重要参考价值ꎬ尤其为破解我国高端电子化学品“生产工艺￣产品标准￣量值溯源”提供了

系统性支撑ꎮ
关键词:电子化学品ꎻ标准化ꎻ标准物质ꎻ半导体材料供应链
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要研究方向为高纯物质分离纯化ꎬＥ￣ｍａｉｌ:ｑｕａｎｃａｎ＠ ｎｉｍ.ａｃ.
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　 　 芯片制造也许代表了人类最先进的技术成

就ꎬ其设计、制造和大规模生产ꎬ７ ｎｍ 制程的集成

电路实现了近乎零误差的电路精度ꎬ是世界上最

复杂的技术密集型流程ꎮ 同时ꎬ研发成本高达数

十亿美元ꎬ占年利润的 ２０％以上 (而且还在上

升)ꎮ 此外ꎬ建立一个高度自动化的人工智能工

厂的成本从 １００ 亿美元开始ꎬ需要 １００％的“洁净

室”ꎬ比一般的医院环境要无菌 １０ 万倍ꎮ 目前
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只有少数跨国公司能在这种充满活力的环境中

竞争ꎮ
电子化学品主要是为芯片制造等电子工业配

套精细化工材料ꎬ就生产工艺属性而言ꎬ属于精细

化工行业ꎮ 电子化学品行业属于“专项化学用品

制造业” ２６６２ꎬ 属于 “专用化学产品制造业”
Ｃ４３６０ꎬ包括集成电路和分立器件用化学品ꎬ如
芯片生产用光致抗蚀剂、湿电子化学试剂、电子

特气等ꎮ
标准是由权威机构组织相关方协商一致后批

准发布的规范性文件ꎬ其制定基于科学、技术和实

践经验的综合成果ꎬ旨在特定范围内实现最佳秩

序ꎬ并为重复性活动提供共同遵循的准则和依据

本文首先介绍电子化学品应用及需求ꎬ在此

基础上ꎬ介绍了国际电子化学品标准化概况以及

电子化学品标准化概况ꎬ重点介绍电子级高纯溶

剂标准物质研制以及量值溯源研究ꎮ

１　 电子化学品应用及需求

１􀆰 １ 　 芯片:未来所有产业的核心

半导体(也称为“微芯片”)是一种具有独特

电学特性的固体材料ꎬ其导电性能介于导体与绝

缘体之间ꎬ并可通过掺杂等手段精确调控其载流

子浓度和导电特性ꎮ 半导体有 ３ 种类型:分立器

件、集成电路(ＩＣ)、光电器件ꎻ分立半导体只有一

个晶体管ꎻ集成电路包含多个晶体管ꎮ 集成电路

是最典型的微芯片类型ꎬ其核心技术基于半导体

材料特性ꎬ因此在产业界通常被归类为半导体器

件ꎮ 令人印象深刻的是这些微小尺寸的芯片设备

可执 行 复 杂 的 科 学 功 能ꎮ １ 个 硅 原 子 直 径

０􀆰 ５ ｎｍꎬ当今最先进的微芯片以 ７ ｎｍ 或更小的商

业体积生产[１￣５]ꎮ 芯片与人民的生产生活密切相

关:如国防安全 ３Ｄ 打印、汽车芯片、旅行、能源供

应、工作电脑、休闲娱乐、医疗健康等ꎮ ２０１９ 年我

国货物进口总额高达约 ２􀆰 １ 万亿美元[６￣８]ꎮ
２０１９ 年中国进口最高的货物类别依次是:机

电设备:４ ９６８ 亿美元(占进口总额的 ２４％)ꎻ石
油:３ ４３６ 亿美元(１６􀆰 ６％)ꎻ光学、技术、医疗器

械: ９８７ 亿 美 元 ( ４􀆰 ８％)ꎻ 车 辆: ７５１ 亿 美 元

(３􀆰 ６％)ꎻ塑料、塑料制品:７１６ 亿美元(３􀆰 ５％)ꎻ宝
石、贵金属:６０５ 亿美元(２􀆰 ９％)ꎻ有机化学品:５７８
亿美元(２􀆰 ８％)ꎻ铜:４０８ 亿美元(２％) [９￣１２]ꎮ

中国前十大进口产品占其从其他国家购买产

品总价值的 ３ / ４ 以上(７７􀆰 ３％)ꎮ 石油、塑料制品

和有机化学品累计 ４ ７３０ 亿美元(２２􀆰 ９％)ꎬ占前

十的 ２９􀆰 ６％ꎮ 近年全球半导体销量相关技术突

破 ４ ６８０ 亿美元ꎮ 中国是目前世界上半导体市场

最大的进口商ꎬ我国已成为全球最大的半导体生

产和液晶面板出口国ꎮ 半导体相关产品是中国最

大的进口产品ꎬ甚至超过进口油量[１３￣１８]ꎮ
中国在集成电路领域的供需结构高度依赖美

国及其他国际企业的市场需求ꎬ包括进口需求以

及外资厂商在中国本土市场的供给ꎮ
１􀆰 ２ 　 电子化学品应用

光刻工艺作为半导体制造中的核心环节ꎬ其
技术复杂度和工艺精度直接决定了芯片的集成度

与性能表现ꎮ 该工艺主要包含晶圆表面预处理、
旋涂光刻胶、 精准对准曝光、 边缘显影去胶

(ＥＢＲ)、软烘烤、选择性曝光、后烘烤、化学显影、
硬烘烤以及最终的封装测试等关键流程[１９ꎬ２０]ꎮ
光刻工艺约占据芯片制造成本的 ３０％ꎬ耗时约占

整个生产周期 ４０％~５０％ꎮ 光刻工艺核心是通过

纳米级图形转移技术ꎬ将设计版图精确复制至晶

圆表面ꎬ为后续蚀刻、离子注入等工艺提供精密掩

模ꎬ是现代微电子制造中的关键制程[２１ꎬ２２]ꎮ

图 １　 电子化学品在芯片制作过程中应用

Ｆｉｇ.１　 Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ ｃｈｅｍｉｃａｌｓ ｉｎ ｔｈｅ ｃｈｉｐ
ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ ｐｒｏｃｅｓｓ

１􀆰 ３ 　 电子化学品需求

电子化学品等配套高端试剂是芯片产业的

“生长激素”ꎮ
电子化学品:利用化学反应、工艺将电路图形

转移到基片上ꎬ主要组成包括聚合物、溶剂、光敏

剂、添加剂等[２３￣２５]ꎮ
品种全:提供各种电子化学品及配套试剂ꎻ品

质高: 杂 质 限 量 < １０ μｇ / ｋｇꎮ 光 刻 配 套 试 剂

Ａｕｘｉｌｉａｒｙ Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ:ＤｅｖｅｌｏｐｅｒｓꎬＲｅｍｏｖｅｒｓꎬｓｏｌｖｅｎｔｓ

２２



第 ４７ 卷第 ９ 期 全灿:电子化学品标准化现状及展望

ｆｏｒ ｅｄｇｅ￣ｂｅａｄ ｒｅｍｏｖａｌ ａｎｄ ｄｉｌｕｔｉｏｎ ｏｆ ｒｅｓｉｓｔｓꎮ 电子

级溶剂广泛应用于微电子、光电子湿法工艺制程

中ꎬ是显示面板、半导体、太阳能电池等设备制造

中不可缺少的原料ꎮ 选择合适的电子级溶剂对产

品质量至关重要ꎬ若溶剂中含有多余的金属离子

和个别尘埃颗粒ꎬ会导致面板产生较大缺陷或影

响产品合格率ꎮ 经过 ０􀆰 ２ μｍ 孔径过滤器过滤ꎬ
控制 ０􀆰 ５ μｍ 粒子和个数ꎬ专业无尘车间灌装ꎮ
生产 ２ ｇ 微芯片:需要 ３２ ｋｇ 水ꎬ７００ ｇ 超纯气、
１􀆰 ６ ｋｇ 燃料和 ７２ ｇ 化学配套试剂ꎬ约占 ＩＣ 制造

材料总成本 １２％[２６￣２９]ꎮ
作为半导体光刻胶用超高纯配方型有机试

剂ꎬ其质量好坏直接影响到所制芯片的性能ꎮ 因

此对其有机杂质、水分、阴阳离子含量和颗粒物

有着极为严苛的要求ꎮ 试剂中的离子和颗粒物

容易造成芯片被击穿或者缺陷ꎬ影响性能和使

用寿命[３０ꎬ３１] ꎮ
１􀆰 ３􀆰 １ 　 多晶硅

多晶硅￣三氯氢硅氢还原法:ＨＣｌ 与硅粉反应

生成 ＳｉＨＣｌ３ꎬ精馏提纯 ＳｉＨＣｌ３ꎬＨ２ 还原 ＳｉＨＣｌ３ 高

纯硅ꎬ通过化学气相沉积 ＣＶＤ 转化为多晶态硅

棒ꎻ最终经过物理破碎、化学酸洗、超纯水水洗和

真空包装等工序ꎬ得到纯度极高的电子级多晶硅ꎮ
太阳 能 等 级 多 晶 电 池: ９９􀆰 ９９９９９％ ( ７Ｎ ) ~
９９􀆰 ９９９９９９％(８Ｎ)ꎻ太阳能级单晶电池(单级):
９~１０ Ｎꎻ半导体电子级:１０~１１ Ｎꎮ
１􀆰 ３􀆰 ２ 　 智能手机柔性电子材料

超薄膜厚及均匀性￣ｕｌｔｒａｔｈｉｎ “ｗａｌｌｐａｐｅｒ” ＴＶｓ
ｊｕｓｔ ｍｉｌｌｉｍｅｔｅｒｓ ｔｈｉｃｋ￣光学方法导电性能检测￣ｌｉｇｈｔ
ｍｅｔｈｏｄ(ＴＨｚ) ｔｏ ｔｅｓｔ ｍａｔｅｒｉａｌｓ′ ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｉｔｙꎻ导电塑

料分子研究￣Ｔｉｍ ＆ Ｔｅｄ (ｃｈｅｍｉｓｔｓ):ｎｏｖｅｌ ｐｌａｓｔｉｃｓ
ｃｏｎｄｕｃｔ ｅｌｅｃｔｒｉｃｉｔｙ (ＰＣＤＴＰＴ)ꎮ
１􀆰 ３􀆰 ３ 　 电子化学品市场格局

电子化学品市场主要被东京应化、ＪＳＲ、陶氏

化学、信越化学、富士胶片、杜邦、住友化学、默克

等企业垄断ꎮ 中国电子化学品严重依赖进口ꎮ
全球电子化学品市场预计年增长率 ５􀆰 ９０％ꎬ

其中中国大陆增幅最快ꎻ信越化学投资 １􀆰 ０８ 亿美

元在我国台湾地区建立了一家半导体电子化学品

工厂ꎮ

２　 国内外电子化学品标准化现状简介

２􀆰 １ 　 ＳＥＭＩ 标准

国际半导体产业协会(ＳＥＭＩ)主要致力于全

球微电子、半导体及太阳能光电产业整体发展ꎬ投
入世界各大主要科技领域ꎬ包括中国台湾(新

竹)和上海、北京等全球范围有 １４ 个办公室ꎮ
ＳＥＭＩ 主要活动包含举办会展、推动国际标准、
公共政策、市场研究以及产业环境、健康与安全

(ＥＨＳ)等ꎮ
ＳＥＭＩ 国际标准计划包括晶圆标准化、超纯水

等标准制定ꎬ为自由市场和降低半导体制造成本

提供技术支持ꎮ
２􀆰 １􀆰 １ 　 ＳＥＭＩ 超纯水标准

ＳＥＭＩ 有关超纯水的主要标准如表 １ 所示ꎬ包
括超纯水中聚合物表面粗糙度、过滤器的效能评

估等ꎮ
表 １ 　 ＳＥＭＩ 超纯水标准系列

Ｔａｂ.１　 ＳＥＭＩ ｕｌｔｒａ ｐｕｒｅ ｗａｔｅｒ ｓｔａｎｄａｒｄｓ ｓｅｒｉｅｓ

标准号 标准名称

ＳＥＭＩ Ｃ７８

Ｔｅｓｔ Ｍｅｔｈｏｄ ｆｏｒ Ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇ Ｒｏｕｇｈｎｅｓｓ ｏｆ Ｐｏｌｙｍｅｒ
Ｓｕｒｆａｃｅｓ Ｕｓｅｄ ｉｎ Ｕｌｔｒａｐｕｒｅ Ｗａｔｅｒ ａｎｄ Ｌｉｑｕｉｄ Ｃｈｅｍｉｃａｌ
Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍｓ ｂｙ Ａｔｏｍｉｃ Ｆｏｒｃｅ Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ(用原
子力显微镜测定超纯水和液体化学分布系统用聚合
物表面粗糙度的试验方法)

ＳＥＭＩ Ｃ７９

Ｇｕｉｄｅ ｔｏ Ｅｖａｌｕａｔｅ ｔｈｅ Ｅｆｆｉｃａｃｙ ｏｆ Ｓｕｂ￣１５ ｎｍ Ｆｉｌｔｅｒｓ Ｕｓｅｄ
ｉｎ Ｕｌｔｒａｐｕｒｅ Ｗａｔｅｒ (ＵＰＷ) Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍｓ(超纯
水(ＵＰＷ)配水系统中使用的小于 １５ ｎｍ 过滤器的效
能评估指南)

ＳＥＭＩ Ｃ８７

Ｔｅｓｔ Ｍｅｔｈｏｄ ｆｏｒ Ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇ Ｒｏｕｇｈｎｅｓｓ ｏｆ Ｐｏｌｙｍｅｒ
Ｓｕｒｆａｃｅｓ Ｕｓｅｄ ｉｎ Ｕｌｔｒａｐｕｒｅ Ｗａｔｅｒ ａｎｄ Ｌｉｑｕｉｄ Ｃｈｅｍｉｃａｌ
Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍｓ ｂｙ Ｃｏｎｔａｃｔ Ｐｒｏｆｉｌｏｍｅｔｒｙ(用接触轮
廓测量法测定超纯水和液体化学分配系统用聚合物
表面粗糙度的试验方法)

ＳＥＭＩ Ｃ９３
Ｇｕｉｄｅ ｆｏｒ Ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇ ｔｈｅ Ｑｕａｌｉｔｙ ｏｆ Ｉｏｎ Ｅｘｃｈａｎｇｅ Ｒｅｓｉｎ
Ｕｓｅｄ ｉｎ Ｐｏｌｉｓｈ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ ｏｆ Ｕｌｔｒａｐｕｒｅ Ｗａｔｅｒ Ｓｙｓｔｅｍ
(超纯水系统抛光用离子交换树脂质量测定指南)

ＳＥＭＩ ＰＶ３
Ｇｕｉｄｅ ｆｏｒ Ｈｉｇｈ Ｐｕｒｉｔｙ Ｗａｔｅｒ Ｕｓｅｄ ｉｎ Ｐｈｏｔｏｖｏｌｔａｉｃ Ｃｅｌｌ
Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ(光伏电池加工用高纯水指南)ꎮ

２􀆰 １􀆰 ２ 　 电子级溶剂标准

ＳＥＭＩ 主要代表性电子级溶剂标准汇总如表

２ 所示ꎬ包括电子级丙酮、乙酸正丁酯、甲基 ２￣吡
咯烷酮、ＰＧＭＥ 等ꎮ

表 ２ 　 ＳＥＭＩ 主要代表性电子级溶剂标准

Ｔａｂ.２　 ＳＥＭＩ ｓｔａｎｄａｒｄｓ ｆｏｒ ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ
ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ￣ｇｒａｄｅ ｓｏｌｖｅｎｔｓ

标准号 标准名称

ＳＥＭＩ Ｃ１９ Ａｃｅｔｏｎｅ 丙酮

ＳＥＭＩ Ｃ２４ ｎ￣Ｂｕｔｙｌ Ａｃｅｔａｔｅ 乙酸正丁酯

ＳＥＭＩ Ｃ３１ Ｍｅｔｈａｎｏｌ 甲醇

ＳＥＭＩ Ｃ３２ Ｍｅｔｈｙｌ Ｅｔｈｙｌ Ｋｅｔｏｎｅ 甲乙酮

ＳＥＭＩ Ｃ３３ ｎ￣Ｍｅｔｈｙｌ ２￣Ｐｙｒｒｏｌｉｄｏｎｅｎ 甲基 ２￣吡咯烷酮

３２
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续表

标准号 标准名称

ＳＥＭＩ Ｃ３８ Ｐｈｏｓｐｈｏｒｕｓ Ｏｘｙｃｈｌｏｒｉｄｅ 氯氧磷

ＳＥＭＩ Ｃ４１ ２￣Ｐｒｏｐａｎｏｌ 异丙醇

ＳＥＭＩ Ｃ４７ Ｔｒａｎｓ １ꎬ２ Ｄｉｃｈｌｏｒｏｅｔｈｙｌｅｎｅ 反式 １ꎬ２ 二氯乙烯

ＳＥＭＩ Ｃ４８ １ꎬ１ꎬ１￣Ｔｒｉｃｈｌｏｒｏｅｔｈａｎｅ １ꎬ１ꎬ１￣三氯乙烷

ＳＥＭＩ Ｃ４９ Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｂｏｒａｔｅ 三甲硼酸盐

ＳＥＭＩ Ｃ５０ Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｐｈｏｓｐｈｉｔｅ 三甲硼酸盐

ＳＥＭＩ Ｃ５１ Ｘｙｌｅｎｅｓ 二甲苯

ＳＥＭＩ Ｃ５３
Ｄｉｍｅｔｈｙｌ Ｓｕｌｆｏｘｉｄｅ ( ＤＭＳＯꎬ二甲基亚砜) [ Ｇｒａｄｅｓ １
ａｎｄ ２]

ＳＥＭＩ Ｃ７２

Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ￣Ｇｌｙｃｏｌ￣Ｍｏｎｏ￣Ｍｅｔｈｙｌ￣Ｅｔｈｅｒ ( ＰＧＭＥꎬ 丙 二 醇
单甲醚)ꎬ Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ￣Ｇｌｙｃｏｌ￣Ｍｏｎｏ￣Ｍｅｔｈｙｌ￣Ｅｔｈｅｒ￣Ａｃｅｔａｔｅ
(ＰＧＭＥＡꎬ丙二醇单甲醚醋酸酯) ａｎｄ ｔｈｅ Ｍｉｘｔｕｒｅ ７０
ｗｔ％ ＰＧＭＥ / ３０ ｗｔ％ ＰＧＭＥＡ

ＳＥＭＩ Ｃ８４ Ｃｙｃｌｏｐｅｎｔａｎｏｎｅ 环戊酮

ＳＥＭＩ Ｃ８５ Ｍｅｔｈｙｌ Ｉｓｏｂｕｔｙｌ Ｃａｒｂｉｎｏｌ (ＭＩＢＣꎬ甲基异丁基甲醇)

２􀆰 １􀆰 ３ 　 方法标准

ＳＥＭＩ 建立了 １６ 种溶剂高纯 ＳＥＭＩ 标准和 １１
种标准方法ꎬ主要包括 ＳＥＭＩ￣Ｃ１￣液体化学品、
ＳＥＭＩ￣Ｃ１０￣方法检测限、ＳＥＭＩ￣Ｃ６９￣聚合物颗粒表

面积的测定ꎻＳＥＭＩ￣Ｃ７７￣最小可检测粒径在 ３０ ~
１００ ｎｍ 之间的液载粒子计数器的计数效率ꎻ
ＳＥＭＩ￣Ｃ９８￣化学机械平坦化 ( ＣＭＰ ) 粒度分布

(ＰＳＤ)测量和报告ꎻＳＥＭＩ￣Ｃ８２￣带液载颗粒计数器

的 ２０~５０ ｎｍ 液体过滤器的颗粒去除性能ꎻＳＥＭＩ￣
Ｃ８３￣应用于 ＰＦＡ 焊接配件焊接连接的抗拉强度ꎻ
ＳＥＭＩ￣Ｃ９０￣液体 化 学 分 配 系 统 用 全 氟 烷 氧 基

(ＰＦＡ) 材料的试验ꎻ ＳＥＭＩ￣Ｃ９６￣化学机械抛光

(ＣＭＰ)浆料的密度ꎻＣ９９ 化学机械抛光(ＣＭＰ)浆
料及相关化学品的导电性ꎻ半导体制造用化学机

械平坦化(ＣＭＰ)抛光垫硬度等ꎮ
２􀆰 １􀆰 ４ 　 电子级酸

ＳＥＭＩ 主要代表性电子级酸相关标准汇总如

表 ３ 所示ꎬ包括电子级乙酸、盐酸、氢氟酸、硫
酸等ꎮ

表 ３ 　 ＳＥＭＩ 主要代表性电子级酸相关标准

Ｔａｂ.３　 Ｋｅｙ ＳＥＭＩ ｓｔａｎｄａｒｄｓ ｆｏｒ ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ
ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ￣ｇｒａｄｅ ａｃｉｄｓ

标准号 标准名称

ＳＥＭＩ Ｃ１８ Ａｃｅｔｉｃ Ａｃｉｄ 乙酸

ＳＥＭＩ Ｃ２３ Ｂｕｆｆｅｒｅｄ Ｏｘｉｄｅ Ｅｔｃｈａｎｔｓ 缓冲氧化物蚀刻剂

ＳＥＭＩ Ｃ２７ Ｈｙｄｒｏｃｈｌｏｒｉｃ Ａｃｉｄ 盐酸

ＳＥＭＩ Ｃ２８ Ｈｙｄｒｏｆｌｕｏｒｉｃ Ａｃｉｄ 氢氟酸

ＳＥＭＩ Ｃ２９ ４􀆰 ９％ Ｈｙｄｒｏｆｌｕｏｒｉｃ Ａｃｉｄ (１０ ∶１ Ｖ / Ｖ)氢氟酸

续表

标准号 标准名称

ＳＥＭＩ Ｃ３４ Ｍｉｘｅｄ Ａｃｉｄ Ｅｔｃｈａｎｔｓ 混合酸蚀刻剂

ＳＥＭＩ Ｃ３５ Ｎｉｔｒｉｃ Ａｃｉｄ 硝酸

ＳＥＭＩ Ｃ３６ Ｐｈｏｓｐｈｏｒｉｃ Ａｃｉｄ 磷酸

ＳＥＭＩ Ｃ３７ Ｐｈｏｓｐｈｏｒｉｃ Ｅｔｃｈａｎｔｓ 磷酸蚀刻剂

ＳＥＭＩ Ｃ４４ Ｇｕｉｄｅ ｆｏｒ Ｓｕｌｆｕｒｉｃ Ａｃｉｄ 硫酸

２􀆰 １􀆰 ５ 　 电子级碱

ＳＥＭＩ 主要代表性电子级碱相关标准汇总如

表 ４ 所示ꎬ包括电子级氢氧化钾、氢氧化钠等ꎮ
表 ４ 　 ＳＥＭＩ 主要代表性电子级碱相关标准

Ｔａｂ.４　 Ｋｅｙ ＳＥＭＩ ｓｔａｎｄａｒｄｓ ｆｏｒ ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ
ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ￣ｇｒａｄｅ ａｌｋａｌｉｎｅ ｃｈｅｍｉｃａｌｓ

标准号 标准名称

ＳＥＭＩ Ｃ２１ Ａｍｍｏｎｉｕｍ Ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ 氢氧化铵

ＳＥＭＩ Ｃ３９ Ｐｏｔａｓｓｉｕｍ Ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ Ｐｅｌｌｅｔｓ 氢氧化钾

ＳＥＭＩ Ｃ４０ Ｐｏｔａｓｓｉｕｍ Ｈｙｄｒｏｘｉｄｅꎬ ４５％ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ 氢 氧 化 钾
(４５％溶液)

ＳＥＭＩ Ｃ４２ Ｓｏｄｉｕｍ Ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ Ｐｅｌｌｅｔｓ 氢氧化钠

ＳＥＭＩ Ｃ４３ Ｓｏｄｉｕｍ Ｈｙｄｒｏｘｉｄｅꎬ５０％ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ 氢氧化钠( ５０％
溶液)

ＳＥＭＩ Ｃ４６ ２５％ Ｔｅｔｒａｍｅｔｈｙｌａｍｍｏｎｉｕｍ Ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ 四甲基氢氧
化铵

ＳＥＭＩ Ｃ９６ Ｔｅｓｔ Ｍｅｔｈｏｄ ｆｏｒ Ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇ Ｄｅｎｓｉｔｙ ｏｆ Ｃｈｅｍｉｃａｌ
Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ Ｐｏｌｉｓｈ (ＣＭＰ) Ｓｌｕｒｒｉｅｓ 化学机械抛光

２􀆰 １􀆰 ６ 　 电子特气

ＳＥＭＩ 主要代表性电子特气相关标准汇总如

表 ５ 所示ꎬ包括电子级氮气、氢气、氦气等ꎮ
表 ５ 　 ＳＥＭＩ 主要代表性电子特气相关标准

Ｔａｂ.５　 Ｋｅｙ ＳＥＭＩ ｓｔａｎｄａｒｄｓ ｆｏｒ ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ
ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ ｇｒａｄｅ ｇａｓｅｓ

标准号 标准名称

ＳＥＭＩ Ｃ３ Ｇａｓｅｓ

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 ２ Ａｒｓｉｎｅ (ＡｓＨ３) ｉｎ Ｃｙｌｉｎｄｅｒｓꎬ９９􀆰 ９４％ Ｑｕａｌｉｔｙ

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 ５ Ｎｉｔｒｏｇｅｎ (Ｎ２)ꎬＢｕｌｋ Ｌｉｑｕｉｄꎬ９９􀆰 ９９８％ Ｑｕａｌｉｔｙ

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 ６ Ｐｈｏｓｐｈｉｎｅ (ＰＨ３) ｉｎ Ｃｙｌｉｎｄｅｒｓꎬ９９􀆰 ９８％ Ｑｕａｌｉｔｙ

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 １２ Ａｍｍｏｎｉａ (ＮＨ３) ｉｎ Ｃｙｌｉｎｄｅｒｓꎬ９９􀆰 ９９８％ Ｑｕａｌｉｔｙ

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 １５ Ｎｉｔｒｏｇｅｎ (Ｎ２)ꎬＩｎ Ｃｙｌｉｎｄｅｒｓꎬ９９􀆰 ９９９２％ Ｑｕａｌｉｔｙ

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 １８ Ｄｉｃｈｌｏｒｏｓｉｌａｎｅ (ＳｉＨ２Ｃｌ２) ｉｎ Ｃｙｌｉｎｄｅｒｓꎬ９７％ Ｑｕａｌｉｔｙ

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 １９ Ｈｙｄｒｏｇｅｎ (Ｈ２)ꎬ９９􀆰 ９９９５％ Ｑｕａｌｉｔｙ

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 ２０ Ｈｅｌｉｕｍ (Ｈｅ)ꎬｉｎ Ｃｙｌｉｎｄｅｒｓꎬ９９􀆰 ９９９５％

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 ２４
Ｓｕｌｆｕｒ Ｈｅｘａｆｌｕｏｒｉｄｅ ( ＳＦ６ ) ｉｎ Ｃｙｌｉｎｄｅｒｓꎬ ９９􀆰 ９７％
Ｑｕａｌｉｔｙ

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 ２６
Ｔｕｎｇｓｔｅｎ Ｈｅｘａｆｌｕｏｒｉｄｅ (ＷＦ６ ) ｉｎ Ｃｙｌｉｎｄｅｒｓꎬ ９９􀆰 ８％
Ｑｕａｌｉｔｙ

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 ２７ Ｂｏｒｏｎ Ｔｒｉｆｌｕｏｒｉｄｅ (ＢＦ３) ｉｎ Ｃｙｌｉｎｄｅｒｓꎬ９９􀆰 ０％ Ｑｕａｌｉｔｙ

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 ２８
Ｎｉｔｒｏｇｅｎ (Ｎ２ )ꎬＶＬＳＩ Ｇｒａｄｅ ｉｎ Ｃｙｌｉｎｄｅｒｓꎬ９９􀆰 ９９９６％
Ｑｕａｌｉｔｙ

４２
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续表

标准号 标准名称

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 ２９ Ｎｉｔｒｏｇｅｎ (Ｎ２)ꎬＢｕｌｋ Ｇａｓｅｏｕｓꎬ９９􀆰 ９９９５％ Ｑｕａｌｉｔｙ

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 ３０ Ｈｙｄｒｏｇｅｎ (Ｈ２)ꎬＢｕｌｋꎬ９９􀆰 ９９９７％ Ｑｕａｌｉｔｙ

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 ３１
Ｄｉｃｈｌｏｒｏｓｉｌａｎｅ ( ＳｉＨ２Ｃｌ２ ) ｉｎ Ｃｙｌｉｎｄｅｒｓꎬ９９％ Ｑｕａｌｉｔｙ
(Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎａｌ)

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 ３２ Ｃｈｌｏｒｉｎｅ (Ｃｌ２)ꎬ９９􀆰 ９９６％ Ｑｕａｌｉｔｙ

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 ３４ Ｄｉｓｉｌａｎｅ (Ｓｉ２Ｈ６) ｉｎ Ｃｙｌｉｎｄｅｒｓꎬ９７％ Ｑｕａｌｉｔｙ

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 ３５ Ｈｙｄｒｏｇｅｎ Ｃｈｌｏｒｉｄｅ (ＨＣＩ)ꎬ９９􀆰 ９９７％ Ｑｕａｌｉｔｙ

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 ３７ Ｈｅｘａｆｌｕｏｒｏｅｔｈａｎｅ (Ｃ２Ｆ６)ꎬ９９􀆰 ９７％ Ｑｕａｌｉｔｙ

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 ３９ Ｎｉｔｒｏｇｅｎ Ｔｒｉｆｌｕｏｒｉｄｅ (ＮＦ３)ꎬ９９􀆰 ９８％

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 ４０ Ｃａｒｂｏｎ Ｔｅｔｒａｆｌｕｏｒｉｄｅ (ＣＦ４)ꎬ９９􀆰 ９９７％ Ｑｕａｌｉｔｙ

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 ４７ Ｈｙｄｒｏｇｅｎ Ｂｒｏｍｉｄｅ (ＨＢｒ)ꎬ９９􀆰 ９８％ Ｑｕａｌｉｔｙ

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 ４８ Ｎｉｔｒｏｇｅｎ (Ｎ２)ꎬＢｕｌｋ Ｌｉｑｕｉｄꎬ９９􀆰 ９９９４％ Ｑｕａｌｉｔｙ

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 ４９ Ｂｕｌｋ Ｎｉｔｒｏｇｅｎ (Ｎ２)ꎬ９９􀆰 ９９９９９％ Ｑｕａｌｉｔｙ

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 ５１ Ｂｏｒｏｎ Ｔｒｉｃｈｌｏｒｉｄｅ (ＢＣｌ３)ꎬ９９􀆰 ９８％ Ｑｕａｌｉｔｙ

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 ５２ Ｔｕｎｇｓｔｅｎ Ｈｅｘａｆｌｕｏｒｉｄｅꎬ９９􀆰 ９９６％ Ｑｕａｌｉｔｙ

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 ５５ Ｓｉｌａｎｅ (ＳｉＨ４)ꎬＢｕｌｋꎬ９９􀆰 ９９４％ Ｑｕａｌｉｔｙ

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 ５６ Ｄｉｂｏｒａｎｅ Ｍｉｘｔｕｒｅｓ

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 ５７ Ｃａｒｂｏｎ ＤｉｏｘｉｄｅꎬＣＯ２ꎬＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｇｒａｄｅ ｉｎ Ｃｙｌｉｎｄｅｒｓ

ＳＥＭＩ Ｃ３􀆰 ５８
ＯｃｔａｆｌｕｏｒｏｃｙｃｌｏｂｕｔａｎｅꎬＣ４Ｆ８ꎬＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｇｒａｄｅ ｉｎ
Ｃｙｌｉｎｄｅｒｓꎬ９９􀆰 ９９９％

ＳＥＭＩ Ｃ５４ Ｏｘｙｇｅｎ

ＳＥＭＩ Ｃ５５
Ｌｉｑｕｉｄ Ｃａｒｂｏｎ Ｄｉｏｘｉｄｅ (ＣＯ２) Ｃｒｉｔｉｃａｌ ａｎｄ Ｓｕｐｅｒｃｒｉｔｉ￣
ｃａｌ > / ９９􀆰 ９９％

ＳＥＭＩ Ｃ５６ Ｄｉｃｈｌｏｒｏｓｉｌａｎｅ

ＳＥＭＩ Ｃ５７ Ａｒｇｏｎ

ＳＥＭＩ Ｃ５８ Ｈｙｄｒｏｇｅｎ

ＳＥＭＩ Ｃ５９ Ｎｉｔｒｏｇｅｎ

ＳＥＭＩ Ｃ６０ Ｎｉｔｒｏｕｓ Ｏｘｉｄｅ

ＳＥＭＩ Ｃ７０ Ｔｕｎｇｓｔｅｎ Ｈｅｘａｆｌｕｏｒｉｄｅ

ＳＥＭＩ Ｃ７１ Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｇｕｉｄｅ ｆｏｒ Ｂｏｒｏｎ Ｔｒｉｃｈｌｏｒｉｄｅ (ＢＣＩ３)

２􀆰 ２ 　 我国电子化学品标准化概况

国务院«国家集成电路产业发展推进纲要»
提到突破集成电路关键装备和材料ꎬ开发电子

化学品等关键材料、加快产业化进程、增强产业

配套能力ꎮ
工信部联规〔２０１６〕４５４ 号«新材料产业发展

指南»“加快电子化学品、高纯发光材料、高饱和

度电子化学品、超薄液晶玻璃基板等批量生产工

艺优化”ꎮ
«增强制造业核心竞争力三年行动计划

(２０１８—２０２０ 年)»“为大型和超大型集成电路提

供配套电子化学品”ꎮ
２􀆰 ２􀆰 １ 　 电子级水标准化

我国有关电子级水的主要标准如表 ６ 所示ꎬ
包括电子级水测试方法通则、电阻率、痕量金属、

痕量阴离子的测试方法等ꎮ
表 ６ 　 我国有关电子级水的主要标准

Ｔａｂ.６　 Ｍａｊｏｒ Ｃｈｉｎｅｓｅ ｓｔａｎｄａｒｄｓ ｒｅｌａｔｅｄ ｔｏ
ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ ｇｒａｄｅ ｗａｔｅｒ

标准号 标准名称

ＧＢ / Ｔ １１４４６􀆰 １—２０１３ 电子级水

ＧＢ / Ｔ １１４４６􀆰 ３—２０１３ 电子级水测试方法通则

ＧＢ / Ｔ １１４４６􀆰 ４—２０１３ 电子级水电阻率的测试方法

ＧＢ / Ｔ １１４４６􀆰 ５—２０１３ 电子级水中痕量金属的原子吸收分光光度
测试方法

ＧＢ / Ｔ １１４４６􀆰 ６—２０１３ 电子级水中二氧化硅的分光光度测试方法

ＧＢ / Ｔ １１４４６􀆰 ７—２０１３ 电子级水中痕量阴离子的离子色谱测试方法

ＧＢ / Ｔ １１４４６􀆰 ８—２０１３ 电子级水中总有机碳的测试方法

ＧＢ / Ｔ １１４４６􀆰 ９—２０１３ 电子级水中微粒的仪器测试方法

ＧＢ/ Ｔ １１４４６􀆰 １０—２０１３ 电子级水中细菌总数的滤膜培养测试方法

ＧＢ / Ｔ ３３０８７—２０１６
仪器分析用高纯水规格及试验方法:本标
准适用于经 ０􀆰 ２２ μｍ 微孔滤膜过滤的仪
器分析用高纯水的检验

２􀆰 ２􀆰 ２ 　 多晶硅

ＧＢ / Ｔ １２９６３ 电子级多晶硅

本标准适用于以三氯氢硅或四氯化硅用氢还

原法制得的多晶硅ꎬ规定了以氢还原法(包括三

氯氢硅或四氯化硅还原工艺)制备的高纯度多晶

硅的技术要求、检测方法及质量控制规范ꎮ 该标

准适用于半导体及光伏产业所需的电子级多晶硅

产品ꎬ涵盖其牌号分类、理化性能指标(如杂质含

量、电阻率等)、检验规则及包装储运要求ꎬ旨在

确保材料在集成电路制造等高端应用中的可靠性

和一致性ꎮ
２􀆰 ２􀆰 ３ 　 三氯氢硅

ＧＢ / Ｔ ２８６５４—２０１８ 工业三氯氢硅ꎬ本标准适

用于以工业三氯氢硅为原料的生产、检验及贸易

活动ꎬ涵盖其外观、组分含量、痕量杂质控制及安

全贮存运输等关键要求ꎬ旨在保障产品质量并促

进行业规范化发展ꎮ
２􀆰 ２􀆰 ４ 　 ＧＢ / Ｔ ２８１５９—２０１１ 电子级磷酸

根据本标准ꎬ电子级磷酸分为普通电子级

(Ｅ１)和高纯电子级(Ｅ２)两种规格ꎬ主要技术指

标涵盖磷酸含量、易氧化物、硝酸盐、硫酸盐、氯化

物及多种金属离子的痕量控制ꎬ并需通过颗粒物

检测以确保洁净度ꎮ 该产品需在洁净环境下生

产、包装和储运ꎬ避免二次污染ꎬ其质量直接影响

芯片良率和器件性能ꎮ
２􀆰 ２􀆰 ５ 　 氢氟酸

ＧＢ / Ｔ ３１３６９—２０１５ 太阳电池用电子级氢氟

酸ꎮ 电子级氢氟酸(Ｓｏｌａｒ Ｃｅｌｌ Ｇｒａｄｅ)是一种专用

５２



化学试剂　 ＣＨＥＭＩＣＡＬ ＲＥＡＧＥＮＴＳ 第 ４７ 卷第 ９ 期

于光伏电池制造的高纯度化学品ꎬ其技术指标涵

盖物理性状、化学成分及杂质限值ꎬ需满足特定电

学与洁净度要求ꎮ 该标准规定了其技术参数(如
金属杂质含量、颗粒物控制)、检测方法(包括离

子色谱等痕量分析技术)、质量判定规则ꎬ以及包

装、储运的规范性要求ꎬ以确保其在晶硅太阳能电

池制程(如表面清洗、蚀刻)中的适用性ꎮ 该标准

不涉及安全操作条款ꎬ使用方须另行制定安全管

控措施ꎮ
２􀆰 ２􀆰 ６ 　 ＧＢ / Ｔ ３７００７—２０１８ 电子级三甲基镓

本标准规定了电子级三甲基镓的技术要求、
试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和安

全ꎬ通过镓镁合金法、三氯化镓法、格式试剂法 ３
种化学合成法制备并经精制纯化三甲基镓ꎮ
２􀆰 ３ 　 电子特气

电子特种气体被誉为电子工业的“血液”ꎬ电
子特种气体是指在半导体、集成电路、显示面板、
光伏及光电子等高科技制造领域中ꎬ用于薄膜沉

积、刻蚀、掺杂、离子注入、外延生长及清洗等关键

工艺环节的高纯度气体或混合气体ꎮ 其纯度通常

需达到 ５Ｎ 及以上ꎬ部分应用场景甚至要求 ６Ｎ 或

更高ꎬ以确保器件性能、集成度和良率ꎮ 这类气体

区别于传统工业气体ꎬ具有成分精准可控、杂质含

量极低(如金属杂质≤１ μｇ / ｋｇ)、稳定性高等特点ꎮ
表 ７ 　 我国主要代表性电子特气相关标准

Ｔａｂ.７　 Ｋｅｙ ｓｔａｎｄａｒｄｓ ｆｏｒ ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ ｇｒａｄｅ ｇａｓｅｓ

标准号 标准名称

ＧＢ / Ｔ ３４９７２—２０１７ 电子工业用气体中金属含量的测定
电感耦合等离子体质谱法

ＧＢ / Ｔ ３４０８５—２０１７ 电子工业用气体 三氟甲烷

ＧＢ / Ｔ ３４０９１—２０１７ 电子工业用气体 六氟乙烷

ＧＢ / Ｔ ３３７７４—２０１７ 电子工业用气体 丙烯

ＧＢ / Ｔ １５９０９—２０１７ 电子工业用气体 硅烷

ＧＢ / Ｔ ３２３８６—２０１５ 电子工业用气体 六氟化钨

ＧＢ / Ｔ ３１９８６—２０１５ 电子工业用气体 八氟丙烷

ＧＢ / Ｔ ３１９８７—２０１５ 电子工业用气体 锗烷

ＧＢ / Ｔ １４６０２—２０１４ 电子工业用气体 氯化氢

ＧＢ / Ｔ １８８６７—２０１４ 电子工业用气体 六氟化硫

ＧＢ / Ｔ １８９９４—２０１４ 电子工业用气体 高纯氯

ＧＢ / Ｔ ３１０５８—２０１４ 电子工业用气体 四氟化硅

ＧＢ / Ｔ １７８７４—２０１０ 电子工业用气体 三氯化硼

ＧＢ / Ｔ ２６２４９—２０１０ 电子工业用气体 硒化氢

ＧＢ / Ｔ ２６２５０—２０１０ 电子工业用气体 砷化氢

ＧＢ / Ｔ １４６００—２００９ 电子工业用气体 氧化亚氮

ＧＢ / Ｔ １４６０１—２００９ 电子工业用气体 氨

续表

标准号 标准名称

ＧＢ / Ｔ １４６０３—２００９ 电子工业用气体 三氟化硼

ＧＢ / Ｔ １４６０４—２００９ 电子工业用气体 氧

ＧＢ / Ｔ １４８５１—２００９ 电子工业用气体 磷化氢

ＧＢ / Ｔ １５９０９—２００９ 电子工业用气体 硅烷(ＳｉＨ４)

ＧＢ / Ｔ １６９４２—２００９ 电子工业用气体 氢

ＧＢ / Ｔ １６９４３—２００９ 电子工业用气体 氦

ＧＢ / Ｔ １６９４４—２００９ 电子工业用气体 氮

ＧＢ / Ｔ ３８８６６—２０２０ 电子工业用二氯硅烷

ＧＢ / Ｔ ３８８６７—２０２０ 电子工业用四氯化硅

ＧＢ / Ｔ １６９４２—２００９ 电子工业用气体 氢

　 　 氢纯度:氮、氧、一氧化碳、二氧化碳、总烃、水
分等杂质ꎻ氮、一氧化碳、二氧化碳的测定:氦放电

离子化检测器￣气相色谱仪测定ꎻ含量的测定:
ＧＢ / Ｔ ６２８５—２０１６(气体中微量氧的测定 电化学

法):赫兹电池微量氧分析仪ꎮ

３　 电子级溶剂标准物质研制及溯源性研究

本课题组主要研究领域为高纯试剂分离与检

测、标准物质的制备、高纯试剂标准研制等ꎮ 发明

了多项制约高纯试剂发展的关键技术和短板技术ꎬ
获授权专利 １７ 项ꎬ研制了 １７ 个高纯试剂标准物质ꎬ
其中高纯试剂代表性授权专利包括一种质谱级乙腈

的制备方法其装置(ＺＬ２０１１１０３３３３７７􀆰 ５)[３２]ꎬ高纯乙

腈及其制备方法和装置(ＺＬ２０１４１０３１３６５３􀆰 ５) [３３]ꎬ
一 种 农 残 级 正 己 烷 的 纯 化 制 备 方 法

(ＺＬ２０１０１０６１７９２３􀆰 ３) [３４]ꎬ一种农残级乙酸乙酯的

制备方法(ＺＬ２００９１０１６ ０５２􀆰 Ｘ) [３５]ꎬ一种农残级丙

酮的制备方法(ＺＬ２００９１０１６３０５３􀆰 ４) [３６] 以及一种

电子级乙腈的制备方法(ＺＬ２０１６１０６０３２７４􀆰 ９) [３７]ꎻ
开展了高纯溶剂痕量杂质关键技术研究ꎬ对其中

的痕量结构相似组分杂质等系统方法研究ꎬ围绕

实验用仪器分析用高纯水、色谱流动相、农残级试

剂、质谱级试剂以及电子级试剂等科研用高纯试

剂ꎬ负责制定了 ＧＢ / Ｔ ３０３０１—２０１３«高纯试剂试

验方法通则»ꎬＧＢ / Ｔ ３２２６３—２０１５«高纯化合物 农

残分析用化合物的测定 气相色谱￣电子捕获检测

器(ＥＣＤ)法»ꎬＧＢ / Ｔ ３３０８７—２０１６«仪器分析用高

纯水规格及试验方法»ꎬＨＧ / Ｔ ４７４５—２０１４«化学

试剂 高效液相色谱淋洗液 乙酸乙酯»ꎬＨＧ / Ｔ
４７４６—２０１４«农药残留检测用试剂 丙酮»ꎬＨＧ / Ｔ
４７４７—２０１４«农药残留检测用试剂 正己烷»等国

家及行业标准ꎻ研制了系列高纯溶剂标准物质ꎬ如

６２
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ＧＢＷ０６１１５ 丙酮纯度标准物质、ＧＢＷ０６１１３ 乙腈

纯度标准物质、ＧＢＷ０６１１６ 正己烷纯度标准物质、
ＧＢＷ０６１１２ 乙醇纯度标准物质、ＧＢＷ０６１１１ 甲醇

纯度标准物质、ＧＢＷ０６１１４ 乙酸乙酯纯度标准物

质、ＧＢＷ０６１２１￣１３１ 系列高纯溶剂标准物质ꎮ
此外ꎬ还有 ＧＢＷ０２１４３ 高纯硅纯度标准物

质、 ＧＢＷ０６３４３ 超 高 纯 氮 气 纯 度 标 准 物 质、
ＧＢＷ０６３４２ 超 高 纯 氩 气 纯 度 标 准 物 质 以 及

ＧＢＷ０６３４１ 超高纯氦气纯度标准物质等可应用于

电子行业的高纯溶剂标准物质ꎬ保证量值溯源ꎮ

４　 展望

芯片是未来所有产业的核心ꎬ电子化学品是

芯片产业的“生长激素”ꎬ其质量是决定芯片性

能、成品率及性能的关键因素ꎮ 高质量标准互通

是增强产业链供应链竞争力ꎬ协同产业链的技术

支撑ꎮ 电子化学品标准化建设是构建芯片产业自

主可控供应链的重要内容ꎮ

５　 结论

高纯溶剂在半导体产业中有着广泛应用ꎬ电
子级溶剂广泛应用于微电子、光电子湿法工艺制

程中ꎬ是显示面板、半导体、太阳能电池等设备制

造中不可缺少的原料ꎬ选择合适的电子级溶剂对

产品质量至关重要ꎮ
随着我国在高性能芯片、新一代信息技术等

领域重大战略的实施ꎬ有机电子化学品作为支撑

该领域发展的重要基础材料ꎬ迎来了发展的黄金

期ꎮ 有机湿电子化学品广泛用于超大规模集成电

路、半导体及显示面板清洗、光刻胶配套试剂等领

域ꎮ 有机湿电子化学品种类众多并在半导体制程

中存在大量复配应用ꎬ市场需求量巨大ꎮ 目前我

国企业仅能生产达到国际半导体产业协会

(ＳＥＭＩ)Ｇ３ 标准的产品ꎬ而发展 ＯＬＥＤ 显示和高

性能芯片所需的 Ｇ４(ＳＥＭＩ 分级)和 Ｇ５ 产品ꎬ均
被国外企业所垄断ꎮ 为适应我国半导体产业的飞

速发展ꎬ开发具有完全自主知识产权的湿电子化

学品技术体系已迫在眉睫ꎮ
本文首先介绍电子化学品的应用及需求ꎬ在

此基础上ꎬ介绍了国际电子化学品标准化概况以

及电子化学品标准化概况ꎬ重点介绍电子级高纯

溶剂标准物质研制以及量值溯源研究ꎬ为电子化

学品国产化生产及其支撑我国半导体产业健康发

展、服务国家高质量发展新需求ꎬ服务国民经济主

战场提供参考ꎮ
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